
與東北大學大見忠弘教授對談--- 

“半導體洗淨技術的現狀與展望” 

自從次世代高速通信網路數位

家電等新市場成為市場的新主角

後，從世界性的角度來看，我們可

以發現半導體市場又開始繼續成

長。在這當中，半導體的高密度化

正急速發展，洗淨技術也隨之變得

更重要。這次我們訪問到開發出超

潔淨技術的日本半導體製造先驅

的東北大學教授---大見忠弘先
生，請他為我們說明晶圓 LCD製
造工程中，洗淨技術的現狀。 
---首先，請問在目前半導體洗淨工
程上，有哪些重要課題？ 
大見  半導體工廠及液晶工廠需
要非常大量的水。所以建廠位置常

被局限於能取得豐富水源的地

方，這是產業發展上一個重大的瓶

頸。因此，如果不能使用少量的水

達到洗淨目的的話，就不能說是做

到真的技術革新。從這一點來看，

我們必須要再檢討現今的洗淨技

術。 
理由很簡單，水的使用量實在太

多，洗淨的原則是用洗淨液將目的

物表面的污染物除去時，怎樣將已

經使用過的洗淨液早些從表面移

除。現在尤其是大型玻璃基板，因

為是使用水流過基板的全表面，因

此污染物會再附著到基板上，洗淨

效率並不好。為了提高洗淨效率，

只好使用更大量的水來達到目的。 
因此，在我們這裡，嘗試用新的

方法以目前的超純水使用量的十

分之一來清洗。具體來說，就是同

時將洗淨液噴出並吸乾的洗淨法。 
用這方法，洗淨效果不但好，而

且設備變小，水的使用量也可以變

成原來的十分之一。尤其是對大型

基板及液晶的洗淨特別有效。 
另外在矽晶圓的洗淨上亦可應

用，雖然大小不過是 300mm而已，

但是由於其形狀為圓形，所以不容

易有效率地清洗。可以的話，將圓

型的矽晶圓邊迴轉，用比半徑稍長

的液流來清洗。可是這方法也得耗

費許多水，因此這是我們目前急須

解決的問題之一。 
---洗淨主要是用超純水為主體
嗎？ 
大見  沒錯，主體是超純水。以前
大量使用硫酸及雙氧水等高濃度

的藥品來洗淨。但是我認為不應該

為了除去基板表面的一點點污染

物而使用藥品。現在，半導體界幾

乎已經沒有人用硫酸摻水來作洗

淨製程了。現在，一般使用的洗淨

液通常是水中加入 5ppm的離子氣
及數 ppm的二氧化碳作成。雖然是
超純水，但是氧化還原電位很高，

不只是有機物，金屬污染物也能去

除。 
另外，在污染物洗淨上有名的阿

摩尼亞過氧化氫洗淨，也不需要高

濃度的藥品。將水中的氮及氧氣去

除後，加入 1.5ppm的氫及 1~2ppm
的阿摩尼亞瓦斯，就可以有很好的

洗淨效果。 
---洗淨力和壓力間的關係該怎麼
看？ 
大見  當然，如果只看洗淨效果的
話，壓力越高，效果越好。但是實

際上，基板上面刻有微細的電路，

壓力過高的話，電路就會被破壞

掉。就算是加壓的話，晶圓全面大

概最多 2-3atom。沒有刻上電路的
基板及設備的反面洗淨的話，可以

稍微提高溫度加入離子氣，使用約

30kgf/cm2 
 的壓力就夠了。 

  當基板的密度逐漸增高，多層化
之後，就不能使用高壓洗淨。所以

在比較低的壓力下，能夠提供均勻

的液流，或者是在低壓下能以固定

的液滴來噴霧的噴嘴就變得很重

要了。 
---今後，化學洗淨越來越進步時，
噴嘴的重要性是否會改變？ 
大見  噴嘴的必要性是永遠的。比
方說，用浸漬法將藥品放入容器

中，將基板取出時，上端及下端的

蝕刻深度就會不同。這種情況在基

板越大時越明顯，所以使用可將很

薄的液膜平均且快速的通過基板

表面的噴嘴就很重要。 
除了洗淨，蝕刻以外，我們注目

的是光阻塗佈及薄膜的部分。事實

上半導體及液晶工程中需要的薄

膜還沒能用噴嘴做到。但是這個技

術正在逐步完成當中，這將會成為

日本的一項重要戰略技術。我們也

還在找尋噴嘴在各方面上的更多

應用。 
---最後，您對半導體技術今後的看
法如何？ 
大見  雖然有許多的可能，但是 21
世紀仍然會是以矽基的半導體為

發展重點吧。 
  但是我們可以很明顯地看出，單
只追求密度的話，一定會有極限。

所以為了突破這極限，將會從單層

架構的精細化，到多層化的架構。

目前多層架構技術尚未成熟，但這

將會成為將來的基礎技術。 
就像是不管是東京還是大阪，在

超高層大樓完成以後，都市就急速

地進步。一般，半導體技術也會隨

著多層(高層)技術的開發，而有急
速的進步。在這時，雖然是尚未發

生，但是有關噴嘴的話，”在低壓
下仍能均勻供給液流或在低壓下

也能噴霧出同樣大小的液滴”技術
將會十分重要。 
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